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［様式６］ 

サブテーマ名：高輝度光ビーム加工技術に関する研究 

  小テーマ名：UVレーザ光による微細加工技術の開発 

サブテーマリーダー（所属、役職、氏名）㈱松浦機械製作所、シニアチーフ、冨田誠一 

 研究従事者（所属、役職、氏名）福井県工業技術センター 研究員 青柳裕治 

                福井県工業技術センター 総括研究員 宮﨑孝司 

研究の概要、新規性及び目標 

 

  ①研究の概要 

  次世代の超小型・高集積電子基板に対し，短波長の紫外線レーザ光を用いた高精度・高品質な

微細穴あけ加工の技術開発を行う。 

 

  ②研究の独自性・新規性 

  次世代の超小型・高集積電子基板に対し，短波長の紫外線レーザ光を用いることで，2010年要

求仕様である10～20μmφの熱影響の少ない，高加工品質の穴開け技術を確立すること。 

 

  ③研究の目標（フェーズ毎に数値目標等をあげ、具体的に） 

フェーズⅠ：－ 

フェーズⅡ：1.マイクロレベルの穴加工技術開発（10μmφ以下） 

      2.加工穴深さと加工穴径のアスペクト(縦横)比向上（2:1以上） 

      3.複数穴の同時穴あけ加工 

      4.加工品質の向上 

フェーズⅢ：研究成果の実用化を目指す。 

研究の進め方及び進捗状況（目標と対比して） 

 

フェーズⅠ：－ 

フェーズⅡ：発振波長266nmのYAG高調波レーザ光（Spectra Physics社製LAB-190-10）をはじめとす

る紫外線レーザ光を用いて，様々な高分子材料（PP,PET,PTFE,POF等）に照射し加工される材料の加

工状態を調査し評価を行った。そして，PET，PIに対して355nm紫外線レーザ光を，アキシコンレン

ズを用いて照射することで，10μmφ以下，アスペクト比3:1以上の微細穴加工を実現した。さらに

，193nmエキシマレーザ，266nmYAG高調波レーザをPOFに対して照射することで，吸収特性を利用し

た微細加工技術を確立した。 

フェーズⅢ：研究成果の実用化を目的として、これまで得られた研究成果をベースに残された研究

課題の解決を図る。 

主な成果 

 

  具体的な成果内容： 

 

   特許件数：１        論文数：０          口頭発表件数：０ 

研究成果に関する評価 

 

  １ 国内外における水準との対比 

    アキシコンレンズを用いた文献は複数あるが，高分子材料に対する研究文献は見つかって

いない。また，プラスチック光ファイバー(POF)に対する紫外線レーザ光の適用文献も見つか

っていない。 

  ２ 実用化に向けた波及効果 

    紫外線レーザ光を利用した微細加工技術と加工条件を加工データベース化することにより

，高分子材料，無機材（セラミックス、ガラス），金属箔への微細加工への適用がスムーズ

に行われることが期待でき，高集積型多層プリント基板の穴加工以外にもマーキング，エッ

チングなど多方面応用が考えられる。 

残された課題と対応方針について 

 

 アキシコンレンズ特有の干渉による波打ち加工が，高分子材料では金属材料よりも顕著に現れる

ため，低減する技術を確率する必要がある。 
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ＪＳＴ負担分（千円） 地域負担分（千円）  
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H 
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合 計

人件費 0 0 0 192 0 0 192 0 0 0 9,000 0 0 9,000 9,192

設備費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他研究費

（消耗品費、

材料費等） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,584 0 0 4,584 4,584

旅費 0 0 0 17 0 0 17 0 0 0 155 0 0 155 172

その他 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9

小  計 0 0 0 218 0 0 218 0 0 0 13,739 0 0 13,739 13,957

代表的な設備名と仕様［既存（事業開始前）の設備含む］ 

  ＪＳＴ負担による設備：なし 

  地域負担による設備： 

高分子改質用高調波レーザシステム，高分子改質用エキシマレーザシステム， 

ナノ秒紫外レーザ，超深度形状測定システム 
※複数の研究課題に共通した経費については按分する 
 

 


